
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャフトと、前記シャフトの偏芯部に取りつけられたローラーと、前記ローラーを収納
するシリンダーと、前記シリンダーの溝に収容され、先端部が前記ローラーの外周と摺接
するベーンとを有し、前記ベーンは

ことを特徴とする回転式圧縮機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、回転式圧縮機に係わるものであり、特にベーンの耐摩耗性を改良した回転式圧
縮機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、回転式圧縮機は潤滑性の悪いＮＯＮ－ＣＦＣ化への対応等により、摺動部の耐力を
上げる必要性が増してきた。その一例として、特開昭６４－６３６９２号に記載された回
転式圧縮機を図８に示す。１は密閉容器、２は電動機部、３は圧縮機部である。４はベー
ン、５はローラー、６はシリンダー、７はシャフトでともに圧縮機部３を構成する。ベー
ン４の表面層にはＣｒ等の金属の窒化物等を拡散した皮覆層がイオンプレーティングによ
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母材の表面に形成された窒化層の上に、イオンボンバ
ード処理を行った後イオンプレーティング処理によってＣｒＮコーティング層を形成する
とともに、前記イオンプレーティング処理は前記ベーンの温度が５５０℃以下で、かつ前
記窒化層を処理した温度以下でなされた



り形成されている。
【０００３】
以上のように構成された回転式圧縮機において、電動機部２によって圧縮機部３が駆動さ
れると、シャフト７の偏芯部に取りつけられたローラー５は、シリンダー６の内壁にそっ
て偏芯回転し、ローラー５の外周面に接しているベーン４が圧縮室を高圧室と低圧室に仕
切り、圧縮を行う。この際、特にローラー外周と接触するベーンの先端部は線接触の苛酷
な摺接状態になるが、ベーンに皮覆層を形成し、表面硬度を高めることでベーンの耐力を
上げている。
【０００４】
その後、さらにコーティングの前に窒化処理等の表面処理を行い、下地の硬度を上げるこ
とによって、更に耐力向上を図ったものとして特開平６－９３９９０号に記載されたもの
が知られる。図９にそのベーンの断面構造を示し、母材に窒化を施した内容について以下
に説明する。８はベーン４の窒化処理層であり、母材に窒素が拡散している。９はベーン
４の皮覆層で、Ｃｒ等の金属の窒化物等を拡散した皮覆層が窒化処理層８の上にイオンプ
レーティング処理により形成されている。イオンプレーティングの処理の前には、皮覆層
の密着力を向上させる目的でイオンボンバード処理を行う。イオンボンバード処理及びイ
オンプレーティング処理は、通常真空容器中で連続して行う。次に具体的な処理内容と目
的を述べる。まずイオンボンバード処理であるが、これは所定の真空度まで吸引した真空
容器中にアルゴンのようなガスイオンのスパッタ効果を利用してベーンの表面汚染物質を
除去すると同時に、皮覆すべきベーンを加熱する。次にイオンプレーティング処理は真空
容器内に窒素ガスを導入し、蒸発金属イオンと窒素の反応を行わせ、真空容器内に固定さ
れたベーンの表面に皮覆層を形成するものである。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら上記従来の構成では、皮覆層の密着力を向上させるために、イオンボンバー
ド処理時間を十分長くとると、スパッタ効果によってベーン温度が異常に上昇したままで
次のイオンプレーティング処理に移る。イオンプレーティング処理により形成する皮覆層
の組織は、柱状組織が最も耐摩耗性が高いが、ベーン温度が異常に高くなった場合、柱状
組織の中に別々の方位の結晶が生成されてしまう。この不完全な柱状組織は、微視的に見
ると摺動方向に対し剥がれやすいため、こういった処理を施したセラミックス層は摩耗進
行が早く、耐摩耗性にばらつきが出るという課題を有していた。
【０００６】
更に、ベーンに高荷重がかかった場合には皮覆層に亀裂が入りやすく、皮覆層が欠けると
いう課題も有していた。
【０００７】
一方、母材の上に窒化層を形成させ、更にその上にイオンプレーティング皮覆層を持たせ
るものにおいては、イオンプレーティング処理の温度が窒化処理の温度を越えてしまうと
窒化層の窒素が拡散し硬度が低下する。下地としての窒化層の硬度が低下すると、ベーン
に高荷重がかかった場合、イオンプレーティング皮覆層が変形し易くなると同時に欠け易
くなり、耐摩耗性が低下するという課題も有していた。
【０００８】
本発明は、上記従来の課題を解決しようとするもので、ベーンの耐久性を高いレベルで安
定させることを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために本発明は、イオンプレーティング処理等のベーンの温度を５５
０℃以下としたもので、ベーンの耐久性を高いレベルで安定させることができるようにな
った。
【００１０】
また、イオンプレーティング処理時のベーンの温度を窒化層を処理する時の温度以下とし
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たもので、ベーンの耐久性を更に高いレベルで安定させることができるようになった。
【００１１】
【発明の実施の形態】
　本発明の請求項１に記載の発明は、ベーンは

ものであり、ベーン表面に到達した蒸
発金属原子と窒素原子の運動エネルギーが低いため、皮膜生成初期の組織の核が形成され
やすく、緻密で一定方向に柱が整列した均一な柱状組織を生成させることができる。また
皮覆層の下地である窒化処理層の硬度が高いままで維持できるため、ベーンに高荷重がか
かった場合でも窒化層が皮覆層を支えることで皮覆層の欠けの発生を防ぎ、ベーンの耐摩
耗性を更に高いレベルで安定させるという作用を有する。
【００１３】
【実施例】
以下本発明の実施の形態について図１～図７を用いて説明する。なお従来例と同一部分は
同一符号を付し、詳細な説明を省略する。
【００１４】
図１に本発明の回転式圧縮機の構造を、図２に請求項１の本発明のベーンの断面構造を示
す。１０はベーンで、１１はイオンプレーティングにより形成したＣｒＮコーティング層
である。イオンプレーティング処理時のベーンの温度は５５０℃で行っている。イオンプ
レーティング開始時にベーン表面に到達したクロム原子と窒素原子は高いエネルギーを持
っているので表面を移動する。この原子はしだいにエネルギーを失い、エネルギー的に安
定な場所に補足される。このとき他の原子と出会い合体する。合体した原子の集団は更に
成長を続け、これが組織の核となり柱状組織を形成していく。図３（ａ）は本実施例のＣ
ｒＮ皮覆層の断面組織を表すもので、５５０℃で処理しているので、もともと運動エネル
ギーが低く、安定しやすい。したがって核の生成が早く安定した成長を続けるため、緻密
で一定方向に柱が整列した均一な柱状組織で形成されている。
【００１５】
図３（ｂ）は従来のＣｒＮ皮覆層の断面組織を表すもので、ベーン温度が異常に高い状態
でＣｒＮコーティング処理を行っているため、ベーン表面に到達した原子の運動エネルギ
ーが非常に高く不安定な状態が続き、核の生成が遅い。その結果組織は粗く柱状組織の中
に別々の方位の結晶が生成し、不均一な組織で形成されている。
【００１６】
図４は、本実施例及び従来のＣｒＮコーティングベーンについて、同条件で時系列摩耗進
行の比較評価の結果を示したものである。この結果から、従来のＣｒＮコーティングベー
ンは試験時間とともにベーンの摩耗が進行するのに対して、本実施例のＣｒＮコーティン
グベーンはほとんど摩耗の進行が見られず、ベーンの耐摩耗性が高いことがわかる。
【００１７】
　また、図５に の本発明のベーンの断面構造を示す。１０はベーンで１２は５３
０℃で処理したイオン窒化層である。１３はイオンプレーティングにより形成したＣｒＮ
コーティング層であり、処理時のベーンの温度はイオン窒化処理と同じ５３０℃で行って
いる。
【００１８】
また、図６（ａ）は本実施例の窒化層のエッチング断面組織を示すもので、イオンプレー
ティング処理時のワーク温度を窒化温度と同じ５３０℃で処理しているので窒化層の窒素
が拡散されずに残っており、エッチングしても表面の窒素リッチ層が認められる。図６（
ｂ）は従来の窒化層のエッチング断面組織を示すもので、イオンプレーティング処理時の
ワーク温度が窒化温度以上で処理しているので窒化層の窒素が拡散し、エッチングすると
窒化層が腐食され黒く変色している。
【００１９】
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母材の表面に形成された窒化層の上に、イ
オンボンバード処理を行った後イオンプレーティング処理によってＣｒＮコーティング層
を形成するとともに、前記イオンプレーティング処理は前記ベーンの温度が５５０℃以下
で、かつ前記窒化層を処理した温度以下でなされた

請求項１



図７は、本実施例及び従来のＣｒＮコーティングベーンについて、同条件で時系列摩耗進
行の比較評価の結果を示したものである。この結果から、従来のＣｒＮコーティングベー
ンは試験時間とともにベーンの摩耗が進行するのに対して、本実施例ＣｒＮコーティング
ベーンはほとんど摩耗の進行が見られず、ベーンの耐摩耗性が非常に高いことがわかる。
【００２０】
【発明の効果】
以上のように請求項１記載の発明によれば、ベーンの表面にベーン温度を５５０℃以下で
処理したイオンプレーティング皮覆層を形成することにより、ベーンの耐摩耗性を常に高
いレベルに安定させるという有利な効果が得られる。
【００２１】
　また、 記載の発明によれば、ベーン母材の表面に形成される窒化層の上にイオ
ンプレーティング皮覆層が形成されるとともに、イオンプレーティング皮覆の処理はベー
ン温度が窒化層を処理した温度以下でなされたことにより、ベーンの耐摩耗性を更に高い
レベルで安定させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施例による回転式圧縮機の断面図
【図２】　請求項１に記載した同回転式圧縮機のベーンの断面図
【図３】　（ａ）請求項１に記載した同回転式圧縮機のベーンＣｒＮ皮覆層の断面組織を
示す図
　（ｂ）請求項１に記載した従来の回転式圧縮機のベーンＣｒＮ皮覆層の断面組織を示す
図
【図４】　請求項１に記載した同回転式圧縮機のベーンの摩耗試験結果を示す図
【図５】　 に記載した同回転式圧縮機のベーンの断面図
【図６】　（ａ） に記載した同回転式圧縮機のベーン窒化層のエッチング断面組
織を示す図
　（ｂ） に記載した従来の回転式圧縮機のベーン窒化層のエッチング断面組織を
示す図
【図７】　 に記載した同回転式圧縮機のベーンの摩耗試験結果を示す図
【図８】　従来の回転式圧縮機の断面図
【図９】　従来の回転式圧縮機のベーンの断面図
【符号の説明】
１　密閉容器
２　電動機部
３　圧縮機部
５　ローラー
６　シリンダー
７　シャフト
１０　ベーン
１１　ベーンのＣｒＮコーティング皮覆層
１２　ベーンのイオン窒化層
１３　ベーンのＣｒＮコーティング皮覆層
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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